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ZASILACZ ŁUKOWEGO ŹRÓDŁA PLAZMY

O
pracowany przyrząd jest specjalizowanym wysokoprądowym zasilaczem mocy przeznaczonym do zasila-
nia łukowych źródeł plazmy wykorzystywanych w urządzeniach do prowadzenia procesów PVD. Zasilacz 
ten może pracować ze źródłami łukowymi o prądzie wyładowania do 150 A. Wersja podstawowa posiada 
dodatkowy wewnętrzny zasilacz DC cewki skupiającej, który może współpracować z cewkami o prądzie 

do 1 A. Opracowany przyrząd jest sprzężony z systemem zapalania łuku, co pomaga w łatwiejszym zainicjowaniu 
wyładowania. Kolejnym elementem tego zasilacza jest układ automatycznej inicjacji łuku (zapalania łuku). Praca 
tych trzech elementów jest koordynowana wewnętrznym mikrokontrolerem. Opracowany zasilacz może funkcjo-
nować w dwóch trybach: w trybie pracy manualnej z wykorzystaniem lokalnej klawiatury oraz w trybie zdalnym 
z wykorzystaniem lokalnej sieci Modbus RTU. 

Zakład Systemów Sterowania

propozycja marketingowa
sprzedaż produktu      

Znamionowe napięcie pracy w zakresie:		  do 60 V 

Prąd źródła łukowego do:				    150 A

Stabilizacja prądu nastawiana:				    co 1 A

Sterowanie prądem cewki w zakresie: 			   0÷2 A

Współpraca z układem zapłonu źródła

Możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem sieci Modbus

 

Widok urządzenia


